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Spektroskop fotoelektronů buzených rentgenovým zářením (XPS)
Dodávka kompletního monochromatického přístroje XPS.
Zadavatel požaduje dodávku kompletního systému XPS, který je schopen provádět monochromatickou XPS s vysokým rozlišením, XPS na malé ploše, XPS liniové snímání, XPS chemické mapování a hloubkové profilování z vodičů a izolátorů a který musí mít minimálně tyto vlastnosti:

· analytickou komoru: Komora: jeden kus přesně vyrobený ze slitiny Ni-Fe, který kombinuje optimální stínění magnetického pole s přesným vyrovnáním součástí.  Základní tlak v analytické komoře po vypálení a ochlazení musí být zaručen na úrovni 5 x 10-9 mbar nebo lepší, pro analýzu povrchu v ultravysokém vakuu (UHV). Analytická komora by měla být vybavena turbomolekulární pumpou s vhodnou záložní pumpou a pomocnou titanovou sublimační pumpou (TSP). TSP by se měla skládat ze tří vláken. Řízení TSP by mělo umožňovat následující možnosti vypalování: automatické odplynění, časované vypalování (vypalování naprogramované operátorem během experimentálních sekvencí) a režim, ve kterém je vypnuto během sběru dat.
· Manipulátor vzorku: Měl by být plně automatizovaný a mít alespoň 4 osy pohybu, X, Y, Z a plynulou azimutální rotaci vzorku. Držák vzorku a konfigurace systému by měly umožňovat analýzu plochy 60 mm x 60 mm a maximální tloušťku vzorku 20 mm. 
· Komora s rychlým vstupem (FEAL): Tato komora by měla být vyrobena z hliníku a měla by být čerpána pomocí turbomolekulární pumpy a vhodné záložní pumpy. FEAL by měla být spojena s analytickou komorou prostřednictvím automatického (nízkootřesového) šoupátka. Přenos držáku vzorku do analytické komory by měl být plně automatizovaný a integrovaný do softwaru pro řízení vakua spektrometru, aby byly zachovány podmínky UHV. K měření tlaku v komoře by měl být dodán kombinovaný manometr, který by se měl používat k řízení automatického přenosu vzorku prostřednictvím datového systému. Vzorek bez odplynění musí být z FEAL do analytické komory přenesen za méně než 10 minut od zahájení čerpání.
· Rentgenový monochromátor: Je nutný pro XPS s vysokým energetickým rozlišením. Přístroj musí mít vynikající energetické rozlišení pro analýzu chemického stavu a garantovanou pološířku energetického rozlišení na píku Ag 3d5/2 0,50 eV nebo lepší. Aby nedošlo k poškození oblastí vzorku, které se neanalyzují, měl by být rentgenový spot variabilní v rozmezí 50 μm až 400 μm. Výběr velikosti rentgenového spotu by měl být variabilní v krocích po 5 µm od nejmenšího po největší spot, aby se usnadnilo přizpůsobení oblasti analýzy studovanému objektu. Monochromátor nesmí mít okénko, kterým by rentgenové paprsky procházely, než by dosáhly vzorku. Takové okno by snížilo citlivost přístroje. Monochromátor by měl obsahovat zařízení pro potlačení elektronů, aby se snížil počet nežádoucích vysokoenergetických elektronů, které se dostanou do místa analýzy vzorku. Goniometr monochromátoru z křemenného krystalu by měl být motorizovaný pro automatické nebo dálkově přístupné seřizování rentgenových bodů. Aby se minimalizovalo poškození vzorku způsobené rentgenovým zářením, měl by mít velkoplošný rentgenový spot výkon menší než 75 wattů. Řídicí elektronika a software monochromátoru by měly zahrnovat postupy automatického odplynění a úpravy vlákna.
· XPS z malé plochy: Je požadováno boční rozlišení 50 µm nebo lepší. V režimu malé plochy musí být možné shromažďovat fotoemisní mapy vytvořené kontinuálním rastrováním. V rámci softwaru musí být k dispozici mapy XPS pro identifikaci prvků, přiřazení chemického stavu a výběr pozic analýzy.
· Elektronový analyzátor: Měl by být sférického sektorového typu a vybaven vícekanálovým detektorem s nejméně 128 kanály pro vysokou citlivost XPS. Detektor by měl podporovat režim paralelního pořizování snímků pro rychlý sběr dat. Vzhledem k potřebě vysoké citlivosti při vysokém prostorovém rozlišení by měl být přístroj vybaven velkou přijímací čočkou (> 60o) a měl by mít alespoň následující monochromatický výkon XPS:

· 1,0eV (FWHM) stříbra 3d5/2 s výškou píku ≥ 4 000 000 cps, měřeno po odstranění lineárně interpolovaného pozadí při použití rentgenového spotu o velikosti 400 µm a výkonu rentgenového záření menším než 75 W na vodorovném vzorku stříbra.
· 1,0eV (FWHM) stříbra 3d5/2 s výškou píku ≥ 400 000 cps, měřeno po odstranění lineárně interpolovaného pozadí při použití rentgenového spotu o velikosti 50 µm na vodorovném vzorku stříbra.

Velikost spotu i citlivost by měly být určeny vzhledem k normále vzorku rovnoběžné s osou přenosové čočky. Specifikace by měly být prokázány při použití výkonu anody doporučeného pro běžnou analýzu při každé velikosti spotu.

· Kompenzace náboje: Systém by měl poskytovat vynikající kompenzaci náboje u nevodivých vzorků i při analýze malých ploch. Požaduje se systém založený na kombinaci nízkoenergetických iontů a elektronů. Ionty a elektrony by měly být vytvářeny stejným zdrojem. Jediný provozní režim by měl zajistit optimální neutralizaci pro všechny typy vzorků a experimentů. Řízení zaplavení by mělo zahrnovat automatickou manipulaci s plynem Ar. Datový systém spektrometru by měl zahrnovat jak automatické odplyňování vlákna, tak postupy úpravy.
· Iontová pistole: Musí být dodáno vysoce výkonné iontové dělo s minimální velikostí spotu menší než 500 µm nebo lepší. Tato iontová pistole musí mít vysoký výkon v rozsahu od 200 eV do 4 keV. Při 200 eV bude iontové dělo produkovat více než 1 µA iontové emise. Datový systém musí kontrolovat všechny elektrické parametry iontové pistole a manipulaci s plynem. 
Systém by měl zahrnovat clony a zařízení pro měření proudu, aby podporoval automatické postupy seřizování iontové pistole. Tyto clony musí být trvale namontovány v analytické komoře a musí být uživateli vždy k dispozici. Software iontové pistole by měl rovněž podporovat postupy automatického odplynění i úpravy vlákna.

· Prohlížení a vyrovnávání vzorků: Nástroj pro navigaci vzorku by měl podporovat několik kamerových pohledů, aby usnadnil všechny operace navigace vzorku. Pro splnění tohoto požadavku jsou požadovány následující pohledy na vzorek. 
· Pohled na celou desku vzorku pro převod vzorku na vzorek. 
· Zvětšený obraz vzorku v reálném čase, který poskytuje půdorysný pohled na vzorek. Tento pohled by měl mít maximální zorné pole 4,8 mm x 3,5 mm. Tato kamera by měla podporovat digitální zoom, který poskytuje zvětšení x8. 
· Mikroskopická kamera s větším zvětšením pro přesné nastavení výšky vzorku.
· Schopnost rychlého mapování, která dokáže vytvářet rychlé snímky XPS na plochách 0,5 mm2 - 3 mm2, které lze použít k definování analytických pozic.

Měl by být zajištěn přesný přechod mezi všemi třemi pohledy kamery. Všechny výstupy z kamery by měly umožňovat přímý vstup do softwaru spektrometru, což umožní jejich přímé zahrnutí do datových zpráv. Pro dosažení nejlepšího kontrastu obrazu vzorku u všech typů vzorků by mělo být k dispozici boční i axiální osvětlení. Software spektrometru by měl umožňovat plnou kontrolu úrovní osvětlení z obou zdrojů.
· Řízení počítačem: Datový systém musí být schopen kontrolovat a automaticky zaznamenávat velikost rentgenového spotu, všechna nastavení analyzátoru a přenosové čočky, všechna nastavení záplavové pistole a všechna nastavení iontové pistole. Datový systém musí mít plnou kontrolu nad vzorkem pro vícebodovou analýzu, azimutální a kompucentrické hloubkové profilování, řádkové skeny a mapy. Součástí by měly být také rutiny pro plně automatickou kalibraci spektrometru, měření velikosti rentgenového spotu, seřízení iontové pistole a kondicionování zdroje. Jako doplněk k těmto rutinám musí být v analytické komoře neustále k dispozici standardy s indexovanou polohou (Cu, Ag, Au). Rutiny by měly být schopny seřídit a připravit standardní vzorky před získáním dat.
· Datový systém: Datový systém by měl zahrnovat komplexní balík softwaru pro sběr a zpracování dat pro XPS, včetně hloubkového profilování, skenů čar a map. Součástí by měla být vestavěná databáze informací a spekter XPS. Datový systém by měl zahrnovat postupy pro automatické získávání dat a podávání zpráv. Musí být umožněno jednoduché vkládání dat, tabulek, grafů a obrázků z datového systému do jiných aplikací. 
· Počítač: Měl by být vybaven operačním systémem Microsoft Windows™ a softwarem datového systému XPS. Měl by obsahovat síťovou kartu pro snadné připojení k síti, dálkové ovládání přístroje XPS a přenos datových souborů XPS. Součástí musí být další licence datového systému pro off-line zpracování dat po síti.
· Kalibrace a seřízení: Přesnost a správnost dat XPS závisí na kvalitě a četnosti seřizování a kalibrace spektrometru. Z tohoto důvodu poskytuje softwarově řízený automatizovaný přístup nejkonzistentnější a nejpohodlnější přístup.

Aby toho bylo možné dosáhnout, musí přístroj obsahovat stálé standardy a clony a také software pro získávání a zpracování dat. Přístroj by měl nabízet automatickou kalibraci pro následující funkce:

· linearita energetické stupnice
· funkce přenosu
· kalibrace velikosti rentgenového spotu
· nastavení a seřízení režimů iontové pistole
· seřízení záplavového děla
· Optimalizace elektronových čoček
· Optimalizace detektoru

Automatizace: Dodávaný systém musí obsahovat automatizované funkce pro manipulaci se vzorky, řízení vakua a sběr dat, které umožňují provoz spektrometru v prostředí s více uživateli spolu s dalšími analytickými technikami. Pro splnění těchto požadavků by měl spektrometr obsahovat následující funkce.
· Automatizovaný přenos vzorku.
· Automatické řízení vakua a manipulace s plynem.
· Automatické nastavení výšky vzorku.
· Automatické získávání dat pro širokou spektroskopii a úzkou spektroskopii s vysokým rozlišením.
· Automatická interpretace a kvantifikace dat
· Automatické hlášení dat
· Automatická kalibrace.

Tvar a rozměry systému: Celková půdorysná plocha celého systému (kromě chladiče a datového systému) by měla být menší než 1,80 m x 1,25 m. Elektronické desky by měly být navrženy tak, aby je bylo možné modulárně vyměnit, a proto by měly být snadno vyjímatelné. Všechny elektronické desky by měly být namontovány ve stíněných skříních chlazených ventilátorem. Pro snížení rušení ze sítě by měly být všechny elektronické desky napájeny ze stejnosměrných 24 V / 48 V napájecích zdrojů. Stínění pro vypalování by mělo být integrováno do krytu systému bez nutnosti použití dalších vypalovacích stanů nebo panelů. Všechny kabely připojené k hlavnímu tělesu systému by měly být navrženy tak, aby odolávaly teplotám při vypalování (>120 °C) a mohly zůstat na místě během vypalování systému.




